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Introducao Resultados e Discussoes
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A anodizacao € um processo de oxidagao
eletroquimica e por meio desta pode-se obter estruturas
nanoporosas de oxido de aluminio, tanto em bu/ks quanto H.PO
em filmes finos. O processo anddico consiste na aplicacao de S _
um campo elétrico entre dois eletrodos submersos em um Bulk de Al 20 Sl 200 L2l
eletrdlito, sendo um eletrodo de platina. Filme fino de Al 3min 10min 8min Imin

O tamanho da regiao ordenada de nanoporos esta
diretamente relacionado ao tamanho dos graos que

compoem a matriz de Al. Um desafio cientifico atual é obter Bulk Filme Fino
uma estrutura nanoporosa a partir da anodizacao de filmes o
Crran s vee s : fo g%,

finos de 500 nm de Al, depositados pela técnica de
sputtering, sobre um substrato de vidro, pois os filmes finos
apresentam graos com dimensoes proporcionais a sua
espessura.

Esse trabalho tem como objetivo principal
apresentar um método de obtencao de nanoporos de
alumina a partir de filmes finos de Al onde a ordenacao dos
nanoporos seja semelhante a estrutura obtida a partir da
anodizacao de bulks de Al

Primeira etapa

A anodizacao foi realizada em duas etapas e, portanto a
alta organizacao estrutural € devido a formagao de um
“template” na primeira etapa, os nanoporos removidos

deixam uma espécie de matriz na superficie do Al , AL o e B
metdlico. O crescimento do poro na segunda etapa é AR s D St T Rl S R
guiado por um acumulo de campo elétrico nesses defeitos.
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Figura 1. (a) matriz de alumina formada durante o
primeiro estagio de anodizacao, (b) matriz de Al

texturizado observado apos a dissolucao seletiva do
oxido poroso formado durante o primeiro estagio de
anodizacao. (¢) matriz de alumina formada durante
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onda para uma amostra de filme fino anodizada em duas etapas.

remanescente e abertura dos poros. Em seqguida, foto referente a essa amostra.

(Referéncia : Tese de Doutorado de Adriano F. Feil)

Aplicacao

Materiais e MétOdOS Uma das caracteristicas de

superficies nanoporosas , combinada
com algumas funcionalizacoes
quimicas, € a superhidrofobicidade. O
angulo de contato da gota d’agua
varia de 90° a 150°.

O eletrdlito foi H,C,0, numa concentracdo de 0,3M e com
um campo elétrico aplicado de 40V.

\

" 0 éxido de aluminio nanoporoso formado na primeira etapa
foi removido através de um etching quimico (solucao de
H,CrO, + H;PO, ) e foi repetido o processo sob essa superficie Conclusao

. nas mesmas condicoes anteriores. )

Pela analise da curva de corrente durante a anodizacao

‘ | dos dois materiais , percebe-se que a formacao dos nanoporos &
Terminada a etapa de anodizagao € realizado um etching semelhante. A organizacdo e distribuicdo desses na superficie
quimico em solugao de H;PO, (5%wt) para remover a também apresenta semelhanca pela andlise de MEV, devido a
alumina remanescente do interior dos poros formacso do template.




